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약

동  조화 에 알칼 에칭액에  해  않는 알칼 난   전착시  후 그 에 열경화  
수  포하고, 해당 열경화  수  경화 태  건조시  복합동  얻는다.  복합동  수 측

 접착  하여  또는 양 에  갖는 내층   또는 양 에 접착한 후 가열 형해  
적층하고, 알칼 에칭에 해  알칼 난  층  택적  남겨   동  제거하고, 
다  저빔  조 하여   알칼 난  층과   열경화  수 층에  동시에 

어홀(via hole)  형 한다.   , 다층프 트  저에 한 어홀 형  
하게 하고, 또한 동  제조한 층 과 절연수   착  개 한다. 

1

어

알칼 난  , 어홀, 다층프 트

 간단한 

 1  본  다층프 트  제조하  한 널 공정  단계(a)∼(f)  시하는 .

 2는 본  다층프 트  제조하  한 공정( - 가공정)  다  단계(a)∼(g)  
시하는 .

〈  주 에 한 호  〉

1: 동                        2: 알칼 난  (알칼 저항 )

3: 열경화  절연수 층        4: 내층 (회 )

5: 내층수 층                 6: 어홀

7: 층동                    8: 층 (회 )

9: 에칭 스트            10: 드

 한 

     적

         하는 술  그 야  종래 술

본  다층프 트  제조 에 한 것 , 특  동  만든 층 과 절연수 (열경
화  수 )   착  개 하 ,  저  하여  다층프 트 에 
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블라 드 어홀(blind via hole)  형 하는 에 한 것 다.

전  형화  경량화에 라, 다층프 트  층들  접 하는 폭   어홀  
경화가 고 다.  공업적  규  경 200㎛ 하  홀  형 하  하여 계적  드 가

공  하 엔 매  들 ,  문에 근 저가 널  어 다.

가스 저는 에폭시수 , 폴 미드수  등  물에 고   뚫  수 다.  런 
저는 프 트  제조하는  널  어 다.  그러나, 동  저  하  문

에 동  뚫  곤란하다.   문제  해결하  해, 본특허공개공보 제4-3676호에 공개  
 같 , 미  어 경과 같    만 에칭  동  제거해 고, 다  같  
치에 어홀 경보다  저빔  조 하여 물에  뚫는다.  런 공정   , 
어홀 뿐만 아니라 동 에  가   적 어야한다.  라 , 층동  께는 본래  동
 께  동  께  합계가 어  미 한 피치   형 하 엔 곤란하다.  또한, 내

측 드  치에 맞 어  층   에칭하는 는 치맞 에 높  정 가 어 
하 는 않다.

또 다  공정에 ,  형 한 내층  양 에 절연  수  포하고 저   뚫  
후에 수 에 층동  형 하  해 접 동  가하여 동  단 층만  전착한다.  그러
나,  공정에  동 과 절연수  포하여 형 한 절연수  에 맞는 착강  얻  해 는 
절연수  조화(表面粗化)  실시하  않  안 고, 또한 절연수  조화  실시해  동
과 절연수  착강 가 한  많다.

         루고 하는 술적 과제

본  들 종래 술  문제점  해결하여 다층프 트  저에 한 어홀형  
하게 하고, 또한 동  만든 체( 층 )  절연수  착  개 한 다층프 트  
제조공정  제공하는 것에 다.

1)동  택 , 2)무 택 , 3) 택조화  또는 4)무 택조화 에  알칼  에칭액에는 해하
만 알칼  에칭액에는 해하  않는 알칼 난  (알칼  저항  )  전 (전착)시

  종래 술  문제점  해결한다.  라 , 알칼 난   알칼  에칭액에는 해
 않는다.  그러나, 알칼 난    에칭액에는 해 다.

 양 에 어 , 본  알칼 난   동  에 전착 는 다층프 트  제조
 제공한다.  다 에  에 열경화  수  포하고, 해당 열경화  수  경화 태(B 단

계)  가열하여 수  포한 동  얻는다.  포  동  포  동  수 포측  접착  
하여  또는 양 에  갖는 내층   또는 양 에 접착(적층)한다.  포  동  내
층 에 적층한 후, 알칼 에칭에 해 해  않는  알칼 난  층  남겨   동  
제거하고, 다  저빔  조 하여  알칼 난  층과  열경화  수 층  동시에 

뚫는다.  그런 다 , 종래  공정에 해  알칼 난  층과   수  포함
하는 블라 드 어홀 에  하여 내층 과 접 하는 층  형 한다.

다  양 에 , 본  전술한  제조한 다층프 트 다.

종래공정과 비 해  , 저   다층 에 어홀  하게 형 하고, 동  
만든 층 과 절연수  착  개 하는 것  가능해 다.

본  다  특징과 점들  수 하는 과 한 람 한 실시 에 한 다  에  해
다.

       

전해동 과 압연동   본  동  할 수 만, 전해동  한 공정  아래에 
한다.

 1  2에 시  공정  다층  제조 다.  들  1  2는 동 (1), 알칼 난  (
알칼  저항  )(2), 열경화  절연수 층(3),  개  내층 (회 )(4), 내층수 층(5), 어
홀(6),  개  층동 (7),  개  층 (회 )(8), 에칭 스트 (9)   층 에 접

한 드(10)  나 낸다.

본  다층프 트  제조공정에 어 는,  동 (1)  에 알칼 난  (2)
 전착시 다.  알칼 난     동   조 (粗度)(거친정 ,Rz)는 0.5∼15㎛
 가 람 하고, 특  2.5∼15㎛  가 좀  람 하다.   동  조화  조  Rz가 0.5

㎛보다  알칼 난  (2)과 동 (1)  착  하  않 므  람 하  않고, 15㎛보
다  에칭에 시간  하여 동  형   언 컷현   쉽다는 점에  람

하  않다.

,  동  조화처 는 동 10∼20g/L, 황  30∼100g/L,  20∼40℃  황 제  탕 

에  동  극  하여 30∼50A/dm
2

 전  5∼20 간, 동  동 (1)에 전착함  실시한
다.

하는 동 (1)  께는 5∼100㎛  가 람 하다.  동  100㎛보다  에칭에 시간  
걸  생 에 문제가 생한다.  한 , 동  5㎛보다 얇  동  생  곤란하고 다루
에  들다.
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다  동 (1)  조화 에   에칭액에는 해하 만 어느 알칼  pH 에 는 해하
 않는 알칼 난  (2)  전착시 다.  본 에 는 알칼 난 에  에 가 한 각종 
 할 수 는 , 알칼 난  (2) 는 주 , 니   트 또는 주 -아연, 아연-니  
 주 -동 등  합  들 수 다.  주 , 아연-주 합 , 아연-니 합   주 -동합  루어
는 그룹  택 는 알칼 난   하는 것  람 하고, 알칼  식액에 한 

에칭에 해 알칼  저항  갖는 주  또는 주 -아연합  하는 것  가  람 하다.   알
칼 난  층(2)  형 는 동  극  하여  들  주  전착 는  1에 나

내는 탕 에  전착처  실시한다.

(  1)

조 농

황 제1주 20∼30g/1

황 70∼90g/1

졸 폰 60∼80g/1

젤라틴  2∼3 g/1

나프  1∼2 g/1

전  5∼10A/dm
2

20∼30℃

 알칼 난  층(2)  께는 0.005∼3.0㎛  가 람 하다.   알칼 난  층(2)  
께가 0.005㎛보다 얇  해당 알칼 난  층(2)과 열경화  수 층(3)  착강 가 약하고, 
 1  (d)에 시   같  해당 알칼 난  층에 형  층동 (7)과 열경화  수 층(3)
 한 착강 가 얻어  않 , 3.0㎛보다 나치게  가스 저에 한 뚫
 곤란하게 다.

또 본 에 는 알칼 난  층(2)  측에 트(chromate)처 , 또한 그 측에 실란커
플 제처  가하  열경화  수 (3)  층동 (7)  접착강   높  수 다.  또한 동 (1)

 에 , 알칼 난   형  않는 동 (1)  에 아연, 주 , 니 , 트, 
미다졸, 아미노트 아졸, 조트 아졸 등  녹 처  실시할 수 다.

다  열경화  수 층(3)  형 하  해 알칼 난  층(2)  에 열경화  수 니스  
포하고, 해당 열경화  수 (3)  140∼150℃에  5∼20 간 가열하 , 경화 태(B-단계)  건조시

 B-단계수 가 포  동  얻는다.   열경화  수 (3) 는 에폭시수 (  들 , 카 (
주)제 에피 트1001) 등  할 수 다.  특 , 알칼 난  층  에 열경화  수 니스  

포하여 열경화  수 (3)  형 한다.   니스는 경화제  시안 아미드, 경화 제  2E4MZ(
시 쿠가 (주)제), 제  틸에틸  하여 들  적절  혼합해  얻  에폭시수  포
함한다.  택적 ,  열경화  수 층  물, 아라미드  등  에 함침한 프

프 그(prepreg)  또는  열경화  수 필  해  좋다.    열경화  수 (3)  께 는 
20∼200㎛  가 람 하다.   열경화  수 (3)  께가 20㎛보다 얇  한 층간절연   

착강 가 얻어  않고, 또 200㎛보다 나치게  경  어홀  형  어 워져  람
하  않다.

 포  동  수 측   내층 (4)  갖는 내층수 층(5)   또는 양 에 접착한 후, 

약 150∼200℃ 에  약 30kgf/cm
2

 압  가열 형하여 적층하고,  1(a)에 시   같  
 개  매  내층 (4)  갖는 다층  얻는다.

다   1(b)에 시   같 , (a)   다층 에  알칼 에칭에 해 알칼 난  층
 택적  남겨   동  제거한다.   알칼 에칭 는  들  NH4OH 200∼250g/L, 

NH4Cl 130∼160g/L, Cu 150∼160g/L  포함하는 액  하여  40∼50℃에  실시한다.   동

  0.5∼15㎛ 람 하게는 2.5∼15㎛  조  가 므 , 동 (1)  제거함  알칼
난  (2)  에 저빔  쉽게 수하는 많  철  남 게 어 저 뚫  하
게 다.

다  어홀  미 형 어 는 다층 (e)  형 하  하여, (b)  다층 에 저빔  동
시에 조 하여 알칼 난  층(2)과 수 층(3)에 어홀(6)  형 한다(  1(c)).  본 에 

는 저 는 특  한정  않 만 가스 저가 람 하게 다.  저빔  조
하여 뚫  후 필 에 라  스미어제거 처 (desmearing treatment)  실시해  좋다.

어홀(6)  형 한 후, 다층  에 , 블라 드 어홀(6)과 드(10)  수  포함하는 블
라 드 어홀(6)과 알칼 난  (2) 에  무전해 하고 다 에 전해 하여 층  동

 전착한다(e).  피 동 액(  들  쿠노 야쿠(주)제 OPC-750 무전해동 액)  
하여 액  20∼25℃에  15∼20 간  무전해  실시하고, 약 0.1미  층  형 한다.  
후 동 30∼100g/L, 황  50∼200g/L  포함하는 전해 액  하여  30∼80℃, 극전

 10∼100A/dm
2

 전해  실시하고, 5∼35㎛  동 층(7)  형 한다(  1(d)).  어홀(6)  
수  포함하는 어홀(6)과 알칼 난  (2)  에 형 , 동  양  전  
무전해동 에 동 층(7)  전해 한다.  알칼 난  (2)  수 층(3)과  강한 접착강  
갖는다.  또한 무전해동  동 층(7)과 알칼 난  층(2)  에 강한 접착강  가 다.  
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,  접착강 는 층동 (7)  수 층(3)에 접 전해 는 경 보다 다.

전형적  공정에 ,  같  처  동 층  에는 포 스트  포 트2400(
시프 (주)제)  약 7㎛ 포하여 건조한 후,  포 스트 에 노 에 해 정   
형 한 포 스  하여 노  비노  형 한다.  노  후  노 시  해 KOH 
10% 액에 해 포 스트  현 하고, 염화제1동(CuCl2) 100g/L, 염  100g/L  포함하는 액  

하여  50℃에  에칭  실시해  알칼 난  (2)과 층동   해하고, 에 
해 층 (8)  형 한다(  1(e)).  본  경  알칼 난  층(2)  층동 (7)  께

에 비하여 매  얇아 에칭  쉽게 제거 다.

 NaOH3% 액  하여 50℃에  층 (8)에 포한 포 스트  해제거하고 다층프
트  얻는다(  1(f)).

 3㎛ 하  알칼 난  (2)  께는 전형적  18㎛  층동 (1)  께에 비 해 훨씬 
얇다.  라 , 본 에  층  형 하는  는 동   께는 전형적  공정에  

는 동 에 비해 15㎛  훨씬 얇다.

 2(a)∼(g)에 시   같  또 하나  , -첨가  또는 는,  2(c)에 시
  같  어홀  미 형 어 는 다층 (e)  에 포 스트  포 후 포 스  
해 노 , 현 하고,  2(d)에 시  포 스트  형 한다.    드  하는 

만 알칼 난   노 시 고,  과 찬가  하여 무전해 후 전해  실시해  
(회 )(8)  형 하는  다(  2(e)).   2(f)에 시   같 , 전해 단계

 종료 후 포 스트  제거하  동 (8)  수 층(3)에 알칼 난  (2)  남게 고, 
에칭  쉽게 제거하여 다층프 트  얻는다.

본  경  알칼 난   층(2)  층 (8)과 비 하여 매  얇  문에, 염화제2 나 
염화제2철 등   에칭액  단시간처 함   주  보호하는  없  제
거하는 것  가능하 ,  언 컷  고,  정  개 한다.

본  3층  다층 에 해  적 할 수 다.  또 적층, 저 뚫 ,   닝  
공정  복함   저에 한 어홀  갖는 층  다층화  가능하 , 라   층수

 다층프 트  제조에 적 할 수 다.

하 실시   비 에 거하여 본   체적  한다.

실시  1 

택  조 (Rz) 1.9㎛, 무 택 (조 )  조 (Rz) 5㎛  갖는 공칭 께 18㎛  전해동  택 (
매끄러  )에 동 10g/L, SO4 100g/L,  40℃  황 제2 액 에   동  극  하여 

30A/dm
2

 전  5 간,  동  택 에 전착하여 조화처 했다.   같  조화처 한  
조 (Rz)는 2.9㎛ 었다.

 같  조화처 한 전해동  극  하여  2에 나 낸 조  갖는 탕 에   20℃  

전해처  실시하고 주  실시했다.  처  주  양  1.2g/m
2

(약 0.2㎛) 었다.

(  2)

주 탕조 농

황 제1주 25g/1

황 80g/1

졸 폰 80g/1

젤라틴 2g/1

나프 1g/1

수  싱 후 주  실시한 에 무수  2g/L, pH 11.0  전해 액  하여 전

 0.5A/dm
2

에  5 간 전해 트처  실시해  트처  동  얻었다.

 복합동 에 에폭시수 ( 카 (주)제 에피 트1001) 100 에 하여 경화제  시안 아미드 
2.5 , 제  2E4MZ(시 쿠가 (주)제) 0.2  틸에틸  제 에  혼합하여 얻  에폭
시수 니스  75㎛  께  포하고 130℃에  10 간 건조하여 경화 태  한 수 착 복합동  
얻었다.

다  양 에 내층  형 하고, 화처  실시한 0.5mm 께  FR-4 ( 츠시 (주)제 R-
1766)  어  하여  양 에  수 착 복합동  수  내층 측   겹쳐 고, 180

℃에  60 간 압  20kg/cm
2

 공프 스  하여 형하고, 수 에 매  내층 들  갖는 다
층  얻었다.

 같  형  내층 들  갖는 다층  동 에 NH4OH 200g/L, NH4Cl 130g/L, Cu 150g/L  포함

하는 에칭 액  하여  50℃에  알칼 에칭  실시하여 동  제거하고 주 층  노
었다.

다   같  에칭제거 어 주 층  노  에 가스 저( 저  60W)에 해 저
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경 100㎛에   내층 드  100㎛ψ  뚫  실시하고 어홀  형 했다.

 같  어홀  수  포함하는 어홀  주 층  에 OPC-750무전해동 액( 쿠노
야쿠(주)제)  하여 액  23℃에  18 간  무전해  실시해  약 0.1미  께  

했다.  또한  무전해동 에 동 100g/L, 황  150g/L  포함하는 액  하여  25℃에  

극전  5A/dm
2

 전해  실시하고 20㎛  께  동  형 하여 다층  얻었다.

 같  처  다층  에 정 에 라  포 스트  포 트2400(시프 (
주)제)  약 7㎛ 포하여 건조 후  포 스트 에 노 에 해 정   형 한 포

스  하여 노  비노  형 했다.  노  후 KOH 10% 액에 해 현 하여 경화  않
 스트  제거하고  포 스트   형 한  후,  염화제2 (CuCl2)  100g/L,  염 농  

100g/L  포함하는 액  하여  50℃에  에칭  실시해  층  형 했다.  
 NaOH 5% 액  하여  30℃에  층 에 남아 는 경화  포 스트  제거하고 다층

프 트  얻었다.

 같  하여 얻어  다층프 트  층동  냄강 (peel strength)(kgf/cm)  JIS-C6481 에 
해 측정했다.  얻어  결과   3에 나 낸다.

비  1

동 (1)   18㎛동 (미츠 조쿠고 제 3EC-Ⅲ)  하여 알칼 난  (주 )  전
착시  않는 는 실시  1과 같  에폭시수 조 물  동  조 에 포하고 130℃에  10
간 가열건조하여 경화 태  한 75㎛수 착 동  얻었다.

 수 착 동 , 양 에 내층회  형 하고 화처  실시한 0.5mm 께  FR-4  어  하
여  양 에  수 착 동  수  내층 측   적층하고, 실시  1과 같  조건  

형하여 내층 들  갖는 다층  얻었다.  후 실시  1과 같  공정  다층프 트  얻
었다.

 같  하여 얻어  다층프 트  층동  냄강 (kgf/cm)  JIS-C6481 에 해 측정했다.  
얻어  결과   3에 나 낸다.

비  2

비  1과 똑같  수 착 내  갖는 다층  하여, ( 저에 해 형  에 하
는) 가 드  저에 해 형  과 동 한 경  갖는  동 에 에칭에 해 형 한
다.   동  전  에칭  않았다.  후 실시  1과 같  조건  가공하여 다층프 트

 얻었다.

 같  하여 얻어  다층프 트  에 38㎛  동  형  후  층동  냄강 (kgf/cm)
 JIS-C6481 에 해 측정했다.  얻어  결과   3에 나 낸다.

(  3)

실시  1 비  1 비  2

층동 냄강 (kgf/cm) 1. 1 0. 3 1. 8

층동 께(㎛) 20 20 38

가공가능한 폭(㎛) 50 50 100

 3에 나 내는  같 , 알칼 난  층  포함하는 실시  1에 는, 비  1과 비 하여 수
 층  층동  냄강  높  수 고, 또한 층동  께가 실시  1  비  1에  

보다  비  2  비 하여 미 한 회  에칭가공할 수 다.  

본  하나  특정 실시  하여 했 만,  술에 숙  람들  본  정신
과  어나  않는 많  형  루어짐  할 것 다.  각각  들 실시  한 형들

 다 에  술할 본  특허청  정신  내에  측 다.

     효과

본  다층프 트  제조 에 , 종래  에 비하여 다층프 트  저에 
한 어홀형  하게 실시할 수 고, 또한 체   착  개 다.

(57) 청  

청 항 1 

(a) 동  에 에칭 액에  해  수 는 알칼 난   전착시 는 단계; 

(b)  (a)  전착  알칼 난  에 열경화 수  포하고,  수  경화 태  경
화하여 포  동  제조하는 단계;

(c)  (b)  포  동 ,  또는 양 에 내층  갖는 내층 에 접착하고,  열경화  
수  다층 (c)  형 하  한  내층 에 적층하는 단계;

(d) 알칼 에칭 액  에칭하여  동  제거함   알칼 난   노 시 는 단
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계; 

(e) 저빔  조 하여  알칼 난  과  열경화  수 에 동시에 어홀(via hole)  
형 하여 어홀  형 어 는 다층 (e)  형 하는 단계;

(f)  다층 (e)에 층동  전착하여 층  형 한 후 층  형 하는 단계  포함하는 것
 특징  하는 다층프 트  제조 .

청 항 2 

제 1 항에 어 ,

어홀  미 형 어 는  다층 (e)에 동  전착하여  층  형 하고, 포
스트   동 에 포한 후 포 스트  형 하고, 층동 과 알칼 난    

에칭하고, 포 스트  제거하는 것  특징  하는 다층프 트  제조 .

청 항 3 

제 1 항에 어 ,

어홀  미 형 어 는  다층 (e)에 포 스트  포하여 층  형 한 후, 포
스트  형 하고,  포 스트  에 동  전착하고,  포 스트
 제거하고,  포 스트  에 남아 는 알칼 난   에칭  제거하는 것  

특징  하는 다층프 트  제조 .

청 항 4 

제 1 항에 어 ,

 알칼 난   전착 어 는  동  조 (粗度)(Rz)는 0.5∼15㎛  것  특징  
하는 다층프 트  제조 .

청 항 5 

제 1 항에 어 ,

 동  께는 5∼100㎛ 고,  알칼 난  층  께는 0.005∼3.0㎛  것  특징  
하는 다층프 트  제조 .

청 항 6 

제 1 항에 어 ,

 알칼 난   주 , 아연-주 합 , 아연-니 합   주 -동합  루어 는 그룹
 택 는 것  특징  하는 다층프 트  제조 .

청 항 7 

제 1 항에 어 ,

 동  전해동  또는 압연동  것  특징  하는 다층프 트  제조 .

청 항 8 

제 1 항에 어 ,

 알칼 난  층  에 가  트층(chromate layer)  치한 것  특징  하는 
다층프 트  제조 .

청 항 9 

제 1 항에 어 ,

 열경화  수 층  프 프 그(prepreg) 또는 열경화  수 필  것  특징  하는 다층프 트
 제조 .

청 항 10 

제 1 항  에 해 제조 는 것  특징  하는 다층프 트 .
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